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摘要 

 此次有機會參加在日本東京舉行的第九屆光學光電子設計與製作國際研討

會─ODF’14，備感榮幸。此行目的為以海報方式發表自己目前之研究成果，也

看到其他國家研究員的成果；並有機會與各國學生或是學者互相交流討論。第九

屆光學與光電子之設計及製造國際會議令本人獲益良多，像是研究方面，在與其

他人討論後，又有一些想法看是否能改善本人的實驗成果；或是在與各國的知識

分子交談上，都是非常珍貴難得的機會，並且能讓外國人了解本人的研究方向與

成果，證明在語言溝通上本人可以克服，很有成就感，此趟不虛此行，滿載而歸。 
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參加會議目的 

 本人此次出國參加第九屆光學光電子設計與製作國際研討會，目的是希望有 

機會能與國際的學者或業者進行光電領域方面的交流。光電是目前科技新興產

業，光源無所不在，如何有效利用自然界的光是本人目前之研究目的；因此希望

藉由此次國際研討會能從世界各國之先進學者身上學到一些知識，並應用在本人

目前之研究上，得以改善與精進。並藉由此次出國機會，利用額外空閒之時，感

受日本東京當地之文化與風俗民情，看到與經歷到許多異於台灣的事情，值得拿

來省思。 

 

參加會議過程 

 會議時間為二月十二日至二月十四日，地點在東京市板橋區文化會館。本人

之海報張貼時間為十三日上午十點至十二點。有篇主題為〝使用藍雷射光熱微影

技術製作高深寬比之奈米微影矽模具與反應離子蝕刻〞，使用藍雷射光熱微影技

術製作出 AR(aspect ratio，深寬比)>3 之矽模具，GSSO 之兩無機層當作光罩，

使用脈衝藍雷射來曝光並用 KOH 進行濕蝕刻，之後使用 RIE 將圖案轉至 Si 基板

上。此研究介紹如何做出高深寬比之圖形，相信對本人所製作之光柵圖形有相當

幫助。另外有一篇"矽基板之梯形光柵對光譜對比度之改善"，此篇只有模擬結果

而沒有提到如何製作出梯形光柵，使用嚴格耦合波分析法(RCWA)改善光譜對比

度，根據計算結果，光柵結構深度與光柵責務週期不是主要影響光譜對比度的原

因。 

有位日本學者演講〝Combiner for Head-up Displays Using Translucent 

Fresnel Reflector〞，利用 Fresnel 反射透鏡結合頭戴型顯示器來進行成像，一

般固定之 Fresnel 結構會使影像產生鬼影，因此本篇利用不規則結構之 Fresnel

反射鏡來改良成像品質，達到消除鬼影之功效，使影像更清晰。 

 本人此次發表題目為：螢光太陽能聚合器之效率提升使用斜向光柵結構；本
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實驗室多年以來專注於繞射光學元件之研究，著重在太陽能聚光系統的研究以及

利用螢光染料的特性來提升太陽能板之集光效率，已有相當成果。建立於上述基

礎，於本研究計畫中，進一步在石英玻璃基板上製作以斜向光柵為主之微結構，

提升波導板內之繞射、導光與螢光吸收效率，期能減少太陽能板之使用面積。本

研究先利用 Zemax─光線追跡軟體來模擬光線的路徑，並配合 Gsovler─光柵分

析軟體來找出高效率繞射之微結構的參數。 

本研究在透明之石英玻璃基板上做光柵結構，經過光柵結構之繞射光將會產

生一定的繞射角度，當繞射角度達到全反射角，光即會在石英玻璃中行進，最後

導至架設於石英玻璃兩旁之太陽能電池；接著製作斜向光柵，此光柵可以提升某

一階繞射光並抑制其他階繞射光，將光導至其中一側，如此一來便可減少太陽能

電池數量降低螢光太陽能聚合器之成本。目前實驗有一些成果，並配合 Gsolver

模擬的數據，使用光功率計來進行量測及比對，驗證製作的斜向光柵是否符合模

擬結果；但效果並不顯著，因此未來將會持續地尋找適當製程參數以製作所要之

光柵。目前著手於線寬為微米級結構的製作，在可以穩定做出較大線寬之結構

後，未來將往奈米級結構進行製作。 

在展覽海報過程中，許多國外的學生或學者相繼問本人關於研究方面之問

題，很高興能與各國人士交談、交流與討論，在短短的時間內能與各國的人接觸，

此機會實為珍貴!有位台灣教授與本人討論許久，他的研究領域在於何種形狀之

光柵可以有較好之繞射效率；而本人也請教這位教授為何本人所製作之光柵圖形

不符合預期之形狀，教授給了本人兩點建議，一為光柵線寬縮小，二為在石英玻

璃上鍍一層折射率與石英玻璃相近並能透光之材料，因為石英玻璃不容易蝕刻。 

有位俄羅斯人問本人一些光學追跡模擬問題，為何大於 700nm 波長的光沒在

導光板裡行進，是因為軟體無法模擬？─在此設定之光柵週期下，所有大於

600nm 波長的光皆會直接產生全反射，因此省略掉一些光線之模擬。 

日本學生問本人斜向光柵與一般光柵差別在哪、為何要使用斜向光柵─斜向

光柵可以大幅提升某一階繞射光，抑制其他階繞射光，如此可達到減少太陽能電
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池數量已降低成本之目的。 

韓國學生問本人斜向光柵之好處為何，有成品或是只有模擬方面的結果─斜

向光柵能提升某一階繞射光，抑制其他階繞射光，如此可達到減少太陽能電池數

量；目前有先製作線寬較大之光柵，雖然光柵圖形不盡理想，但量測之繞射效率

與模擬相接近。還有許多人問相似之問題，就不一一贅述。 

 不管是在海報區或是在演講廳，可以看到在光學、光電領域，Zemax 或是

Trace Pro 的光學追跡模擬是不可缺少的，光學路徑模擬相當重要，本研究亦有

利用到 Zemax 光學追跡模擬軟體來進行模擬。此類軟體都是外國人開發較多，因

此精通使用光學模擬軟體非常重要，如何有效運用將會影響到做出來之結果。 

 

心得及建議 

 科技日新月異，不管是半導體產業或是光電產業，皆已達奈米製程。在參加

完此次光電研討會後，在台灣光電產業雖然不被看好，但本人覺得光電產業可以

研發的東西真的很多，台灣勢必要主動地與國際接軌，彼此交流，創造出自身優

勢。假如台灣有大量資源、資金投入研發這部分，台灣必能與其他國家競爭、抗

衡，因為台灣人才濟濟，缺少的是業界與學術界之間更完美、更頻繁的合作。 

 此次在日本東京舉行的第九屆光學光電子設計與製作國際研討會提供一個

針對光學、光電之理論、設計、製造、測試以及應用來進行討論的國際交流平台。

本會議可分為下列領域：1. 光學設計/模擬 (Optical Design/Simulation)、 

2. 光學元件/裝置 (Optical Components/Devices)、3. 光學系統 (Optical 

Systems)、4. 新興技術 (New Technologies)，涵蓋之領域相當廣，各領域皆有

邀請各國學者以及學生來進行演講或是展覽海報，進行國際間之學術交流。 

 本人之研究領域為太陽能相關，在此次研討會中，可以發現有關太陽能導光

方面之探討並不多，大多對太陽能電池進行分析、研究。而本人此次發表提升太

陽能集光效率的方法，因此吸引許多人前來發問與討論。能夠為外國人解說自己
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的研究目的與成果，並讓他們可以理解自己的想法，真的非常鼓舞本人，相信對

未來不管是在公共場合或是職場上接觸外國人，都能不畏懼並且熱心地與他們交

談。然而，本人認為自身的英文聽力以及口說都有待加強，不管是在聽演講或是

展覽海報為各位解說，皆有些吃力。在台灣，大學生、研究生之英文能力普遍不

佳，加強這塊是非常重要的課題。 

國際會議不只是字面上意思，除了參加研討會外，亦有機會體驗其他國家之

生活方式，不管是食、衣、住、行，以及日本人處理事情的謹慎態度，都令本人

眼睛為之一亮，打從心底佩服，並馬上思考台灣人與日本人相異之處，文化差距

真是非常之大。當本人回國下飛機欲搭乘巴士之時，接待人員之待人之道與日本

人之差異性令本人印象無比深刻，使本人認為台灣要成為一先進國家還有一大段

路要走。 

此次研討會之主辦單位相當貼心，準備的資料相當豐富，結合板橋區之當地

文化有一些展覽活動，讓大家在參加會議之餘，可一睹當地文化風采，更添幾分

樂趣。更因應此次會議時間恰巧在二月十四日─西洋情人節當天，貼心地準備一

盒巧克力應景，令人會心一笑。此次為本人第一次自行出國、參加國際研討會，

收穫真的非常豐富，滿載而歸。從機場 check-in、過海關、登機，到日本後到

處問路、問車怎麼搭、吃飯點餐等等都是新的體驗，這是在台灣裡學不到的!謝

謝施錫富老師給本人如此一輩子都不會忘的珍貴經驗，提供機會、資源讓本人參

加此次研討會，看看外面的世界；也要謝謝實驗室的各位同學與學弟們，讓本人

此次日本國際研討會能成行，謝謝! 

本人衷心建議，在未來必定還有出國參加國際研討會的機會，希望在實驗室

的各位學弟妹，能夠主動積極地跟老師爭取此一難得機會。參加國際研討會不僅

可以與各國專業人士交流，對自己的研究必定有幫助，亦可磨練自己的語言能

力；也能藉由此機會出國看看，提升自己的國際觀!相信各位學弟妹也能學到不

少東西、收穫滿滿! 
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附錄 

會場          與展覽海報合影 

 提早至會場張貼海報                                海報區盛況   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

演講廳          會議手冊 
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  與韓國學生交流        與韓國學生交流 

 

 

 

 

  

   

   

  

 

 

 

    展覽資料 P.1          展覽資料 P.2 

 

 

 

 

 

 

會場識別證          會議相關簡介 


